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新たな表面改質技術としてマグネトロンスパッタリングに着目し,ロシアのトムスク工科大学よ

りDCマグネトロンスパッタリング装置を導入した｡本装置の特長として, 3種類のターゲットの

同時取り付けが可能,イオンビームミキシング処理のための大型のイオンビームソース(Max 40

keV, Max 50mA,イオンビーム照射断面積100cm2),コンピュータソフトによるオペレーショ

ン制御等が挙げられる｡適用例として固体高分子電解質膜上への貴金属コーティング,グラスライ

ニング上へのSiO2コーティングを紹介した｡

The DC magnetron sputterlng equipment has been introduced as a new surface

treatment technology from Tomsk
polytechnical university which is located near

Novosibirsk (central area of Russia). Features of this magnetron sputtering equipment

are 3 kinds of targets available simultanously, the large ion beam source (Max 40 keV,

Max 50 mA, beam crossing area 100 cm2)
for the ion beam mixing treatment, computer

control soft for operation and so on. Noble metals coatlng On the solid polymer

electrolyte and SiO2 COating on the glass lining layer are introduced as application

examples.
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3.3 気中放電＋スクラバー処理テスト

つぎに,湿式スクラバーと放電処理を分離した場

合についてテストを行った｡テストフローを第4図

に示す｡ホルムアルデヒド含有ガスは前項と同様の

方法で発生させた｡ホルムアルデヒド含有空気は放

電リアクタ内で処理され,放電後のガスはスクラバー

にて処理される｡スクラバーに導入されるガスには

放電により発生したオゾンが含まれており,放電で

処理されなかった有機物を分解する｡

テスト結果を次に示す｡ホルムアルデヒドの初期

濃度は165ppmとした｡放電処理後には16ppmと

なり,放電によって90%が分解された｡スクラバー

処理後には0.5ppm以下となり,循環水中に

3.8mg/1･hが溶解･残留した｡トータルの分解率

は92%となった｡

この結果,気液混合による処理よりも,気中放電

後にスクラバー処理することにより処理効率を大幅

に向上させることができた｡

<実験条件>

処 理 風 量:11mソh

ガ ス 濃 度:常温

スクラバー循環水量:501

パルス繰り返し周波数: 1000pps

<ホルムアルデヒド濃度測定結果>

放電リアクタ入口ガス

放電リアクタ出口ガス

スクラバー循環水

スクラバー出口ガス

連絡先

165 ppm

16 ppm

3.8 mg/1･h

0.5ppm以下

<ホルムアルデヒドの物質収支>
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循 環

の ガ
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放電による分解量

スクラバーによる分解量

総 分 解 量

2.43
ど/也

0.24 g/h

0.19 g/h

0.01 ど/b以下

2.19 ど/h
0.04 g/h

2.23
g/h一区車重可

3.4 今後の課題

今回',模擬ガスによる放電処理実験を行い,高い

分解効率を示したが,実ガスの処理では複数の有機

物を含む場合が多く,その場合の反応はさらに複雑

なものとなる｡物質による反応速度の違い,放電に

より発生する副生成物の定量,ガス濃度と処理ガス

線速度の関係などを予備試験で確認する必要がある｡

む す び

今回は,高電圧パルス放電によるVOC処理につ

いてホルムアルデヒドを例に紹介した｡現在,様々

な用途についてテストしつつ,適用分野の探索,処

理フローの改良を行っている｡次報ではより具体的

な案件について報告する予定である｡
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